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CASE 1208

PATENTE
DE
INVENCION

por "PROCEDIMIENTO PARA LA DEPURACION DE GASES INERTES", a fa-
vor de la firma suiza J.R. GEIGY A.G., residente en BASILEA

(suiza).

MEMORIA DESCRIPTIVA

La invencion se refiere a un procedimiento para la
depuracion de gases inertes o de vapores, de impurezas. Se
refiere, particularmente, a la liberacidén de gases de esca-
pe © de alre de salide iandustriales de impurezas malolientes

5, y/o téxicas que mediante lavado de estos géses, por ejemplo

| en torres de Raschig no pueden ser depurados tanto_para que

puedan dejarse escapar por eancima del tejado sin molestia o
perjuicio de los alrededores. '

Se ha encontrado que se puede liberar ampliasmente -

10. gases inertes y vapores, de impurezas malolientes y/o tdéxi-
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cas, particularmente las de caracter basico o écido, o de su-
ficiente aptitud reaccional con grupos basicos o dcidos, si
se conduce los gases inertes o vapores a través de inter-
cambiadores de resina artificial que combinan gquimicamente
las impurezas polares o aptas para reaccionar, y que adsorben
eventualmente impurezas, quimicamente no eliminables, solos
o juntamente con intercambiadores de carbon.

Si las impurezas son de naturaleza acida, entonces se
utiliza convenientemente intercambiadores de resina artificial
basicos; si son de naturaleza bésica, entonces es indicado el
empleo de intercambiadores de resina artificial acidos.

Como intercambiadores de resine artificial bisicos se
puede utilizar, por ejemplo polimeros y copoli{meros granulados
o en forma de perla, a base de poliestireno, gue contienen gru-
pos bésicos introducidos por clorometilacidén y transposicién
con bases de nitrdgeno. Segun la finalidad de-empleo-se utili-
za intercambiadores de resina artificial con grupos méds o menos
intensamente bés;cos. Por transposicién de los compuestos de
clorometilo con bases de nitrdgeno terciarias se obtiene, des-
pués de la transformacidén de las sales cuaternarias formadas
en grupos de hidrdxido amdénico, intercambiadores de resina ar-
tificial intensamente bésicos, mds débilmente basicos por in-
troduccidn de grupos amino orgédnicamente substitufdos o insubs-
titufdos. También entran en consideracién intercambiadores de
resina artificial polimeros y copolimeros que contienen grupos
de fosfina, o resinas copolimeras a base de vinilpiridina.

Como intercambiadores de resina artificial intensamen-
te dcidos se puede ufilizar poliestirenos sulfonados, granula-
dos o en forma de perla, apropiados para la eliminacidn de

impurezas débilmente basicas. Para la eliminacidn de impureszas
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intensamente basicas, como bases de nitrdégeno terciarias se
utiliza con mejor éxito resinas artificiales que contienen
grupos carboxilo libres, como son obtenidas por ejemplo por
copolimerizacidn de acido acr{lico o acido metacrflico con
divinilbenceno o de estireno, anhi{drido maleico y divinilben-
ceno, También entran en cuenta intercambiadores de resina ar-
tificial polimeros y copolimeros que contienen grupos de
acido fosfinico.

Las resinas intercambiadoras basicas pueden eliminar,
aparte de compuestos inorganicos y orgénicos gue contienen
grupos hidroxilo o mercapteo, como alkil-, aralkil-, arilmer-
captanos, fenoles, compuestos gque contienen grupos de acido
sulfonico, de acido sulfinico o carboxilo, también anh{dridos
de acidos como S0z, S0y, CO,, as{ como impurezas tales como
halogenuros de acidos, por ejemplo cloruro de tionilo, cloru-
ro de sulfurilo, fosgeno, oxicloruro de fésforo, triclorurb de
édcido tiofosférico, u otros compuestos gque contienen atomos
lébiles de haldgeno, por ejemplo halogenuros de fésforo, halo-
genuros de azufre, halogenuros de acide sulfénico, alfa-halo-
genocetonas, etc,

Las resinas artificlales intercambiadoras, granuladas
o en forma de perla, pueden ser cargadas por ejemplo en colum-
nas provistas de fondos cribadores que guedan en funcionamiento
hasta el agotamiento 4e la aptitud de absorcidén. También se
puede utilizar columnas que contienen la resina artificial de
intercambiador en recipientes provistos de fondos cribadores
encajados a modo de cajén deslizante gque pueden ser reemplaza-
dos fécilmente durante el servicio. Las columnas cargadas con
la resina artificial granulada pueden ser empotradas por ejem-~

plo en la tuberia de aspiracidn de instalaciones de destilacidn
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al vacio, o ser conectadas con canales de ventilacién. También
ée puede emplear recipientes de absorcidén de capas miltiples
equipados de agitador de paletas de rotacidén lenta que contie-
nen el intercambiador de resina artificial en fondos cribado-
res provistos de hendeduras u orificlos de ca{da, a cuyo efec-
to se incorpora continuamente intercambiador de resina arti-
ficial fresco, evacuando el género gastado en un espacio colec-
tor.

El procedimiento depurador ea seco segun la.invencién
es particularmente valioso para fabricas situades en distri-

tos densamente poblados. Permite la depuracidn del aire de sa-

- 1ide industrial en grado no alcanzado hasta el presente. Donde

fracasen las instalaciones lavadoras usuales hasta el presente
en la eliminacidn total de impurezas malolientes o téxicas de
gases de escape industriales, la intercalacidn ulterior de una
depuracidn en seco segin el invento las mas de las veces produ-
ce un éxito completo.
| Para impurezas que no puedan ser combinadas quimicamen-

te, el nuevo procedimiento de depuracidn en seco también reper-
cute ailin favorablemente & condicidn de que las impurezas sean
adsorbidés en las resinas artificiales también, cuyo efecto en
caso de necesidad ain puede ser intensificado por incorpora-
cidén de intercambiadores de carbédn.

Los ejemplos sigulentes dilucidan algunas formas de
realizacidn del invento, sin limitarlo.

En ellos las indicaciones de medida se basan en el
sistema CGS.
EJEMPLO 1.

Los gases de escape malolientes y tdxicos que se for-

man en la destilacidén de un producto de transposicién de per-
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clorometilmercaptan técnico con una amida organica de 4cido
gulfénico y que por lavado en una columna de Raschig no pue-
denser depurados suficientemente son pasados a través de una
columna que contiene una resina poliestirénica intercambiado-
ra granulada, débilmente bdsica, que ha sido preparada median-
te clorometilacion de‘poliestireno e introduccidn de grupos
amino por transposicidn con amonfaco. Con el empleo de 30 1i-
tros de intercambiador de resina artificial por kilogramo de
impureza a eliminar, se logra fécilmente una eliminacién com-
pleta de impurezss téxicas y maloclientes en el aire de salida.

EJEMPLO 2,

Los gases de escape malclientes y tdéxicos, previamente
lavados con agua en una columna de Raschig que son aspirados
al vacio de un reactor agitador esmaltado en el que se transpo-
ne 3,4-diclorcanilina en nitrobenceno con fosgeno, bajo calen~
tamiento, en isocianato de 3,4-diclorofenilo, son conducidos
a través de una cémara de absorcidn que esté cargada con una
resina intercambladora de poliestireno granulada, ligeramente
bésica.

De esta manera se logra eliminar todas las impurezas
malolientes y tdxicas, utilizando unos 40 litros de resina
intercambiadora que ha sido preparada a base de poliestireno
clorometilado mediante transposicidn con amonfaco por kg de
fosgeno del gas de escape.

EJELNPLO 3.

Los gases de escape de una reaccién de condensacidn
que transcurre bajo disociacidén de metilmercaptan son condu-
cidos a través de un recipiente de absorcidn que contiene en
forma grarulada una resina artificial intercambiadora, inten-

camente basica, que ha sido preparada a base de un poliestire-
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no clorometilado mediante transposicidn con una amina alifdti-
ca terciaria bajo liberscidn de la base de amonio. La impureza
maloliente y tdoxica es eliminasda totalmente, si se utiliza unos
45 litros de resina intercambiadora por kg de metilmercaptano
del gas de escape. También otras impurezas malolientes son
eliminadas tan completamente que el aire que sale puede ser
evacuado por encima del tejado.

De un modo similar se puede eliminar de los gases de
escepe, asimismo, impurezas de tiofeno.

EJEMPLO 4,

Los malos 6lores que se presentan en la recuperacidn
de bases de piridina técnicas por destilacidn de vapor de agua

son eliminados totalmente mediante aspiracidén a traves de un

. equipo de aparatos de absorcidn que esta cargado de una resi-

na intercambiadora granulada acida, si se utiliza 4 a 5 litros
de resina intercambiadora gque ha sido preparada por copolime-
rizacidén de anh{drido maleico, estireno y divinilbenceno por
kg de base de nitrdgeno a eliminar. Los gases de escape, asi
depurados, pueden ser evacuados por encima del tejado sin mo-
lestia de los alrededores.

Con el mismo éxito se puede emplear intercambiadores
acidos a base de resina artificial que han sido obtenidos por
copolimerizacién bajo empleo de acido acrilico o dcido metacri-
lico y divinilbenceno,

Los intercambiadores &cidos a base de resina artificial
obtenidos por sulfonacidén del poliestireno son apropiados
del mismo modo para la eliminacidén de impurezas malolientes o

téxicas més débilmente bisicas.
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Descrito el objeto de la invencidn, se declara nuevas
las siguientes reivindicaciones, con prioridad suiza nimero
55 592 del 7 de Febrero de 1958.

l. Procedimiento para la depuracidén de gases inertes
y vapores, de impuregas, caracterizado porque se conduce estos
gases a través de intercambiadores a base de resina artificial
secos que combinan guimicemente las impurezas polares o aptas
persa reaccionar ¥ que adsorben, eventualmente solos o juntamen-
te con intercambiadores de éarbén las impurezas no eliminables
quimicamente.

2. Procedimiento segin la reivindicacién 1, caracte -
rizado porque se evacia gases de escape o0 aire de salida indus-
tiiales a través de intercambiadores de resina artificial y,
eventualmente, intercambiadores de carbodn.

3. Procedimiento segln las reivindicaciones 1 y 2,
caracterizado por el empleoc de resinas artificiales polimeras
o copolimeras que contienen grupos basicos, para la eliminacién
de las impurezas &cidas.

4, Procedimiento segin las reivindicaciones 1 y 2,
caracterizado por el empleo de resinas artificiales polimeras
o copol{meras que contienen grupos acidos para la eliminacién
de las impurezas bdasicas.

5. Procedimiento segiun las reivindicaciones 1 a 4,
caracterizado por el émpleo de resinas artificiales polimeras
y copolimeras a base de estireno que contienen grupos basicos

o 4cidos,



6. Procedimiento para la depuracidn de gases insrtes.
Segun se describe y reivindica en la presente memoria
que consta de ocho hojas, foliadas y escritas a maquina pdr
une sola de sus caras.
5. Madrid, a 6 de Feb:ero de 1959
J.R. GEIGY, A.G.

Pl
SALME ISERM MiRALLI

tr:ipt
mo/mr.
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